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摘要(译)

本发明提供一种阵列基板，其制造方法以及显示装置。阵列基板包括基
板;衬底上的阳极层和像素限定层;像素限定层上的辅助阴极层;辅助阴极
层上的间隔层;覆盖阳极层，像素限定层和间隔层的有机发光层;覆盖有机
发光层的阴极层，其中阴极层与像素限定层上的辅助阴极层搭接。由于
设置在像素限定层上的辅助阴极层对应于非显示区域，因此可以选择具
有低电阻率的材料用于辅助阴极层。因此，可以改善屏幕的显示亮度等
的均匀性，从而提高屏幕的显示质量。
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